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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月1日(2013.3.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同形置換されたＲＵＢ－３６層状ケイ酸塩の製造方法であって、
　（１）シリカ、及び／又は少なくとも一種のシリカ前駆体と、水と、
　ジエチルジメチルアンモニウム化合物、トリエチルメチルアンモニウム化合物、および
ジエチルジメチルアンモニウムとトリエチルメチルアンモニウム化合物との混合物からな
る群から選ばれる少なくとも一種のテトラアルキルアンモニウム化合物と、必要に応じて
少なくとも一種の塩基とを含む混合物を供給する工程、
　（２）（１）で得られる混合物を水熱条件下で加熱して、ＲＵＢ－３６ケイ酸塩を含む
懸濁液を与える工程、
　（３）（２）により得られる懸濁液からＲＵＢ－３６ケイ酸塩を分離し、必要に応じて
　（４）洗浄及び／又は（５）乾燥する工程
を含み、且つ
　（ａ）（１）の混合物が、ケイ酸塩中のＳｉ原子の少なくとも一部を同形置換するのに
好適な少なくとも一種の元素の少なくとも一種の供給源を含むことを特徴とする製造方法
。
【請求項２】
　（ｂ）（３）において分離された、また必要に応じて洗浄及び／又は乾燥されたＲＵＢ
－３６ケイ酸塩を後処理し、ケイ酸塩中のＳｉ原子の少なくとも一部を同形置換するのに
好適な少なくとも一種の好適な元素で同形置換する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記同形置換に好適な少なくとも一種の元素が、Ａｌ、Ｂ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｓｎ、Ｇａ、
Ｇｅ、Ｚｒ、Ｖ、Ｎｂ、およびこれらの二種以上の混合物からなる群から選ばれる請求項
１または２に記載の方法。
【請求項４】
　（１）の水混合物が、ジエチルジメチルアンモニウムヒドロキシド、トリエチルメチル
アンモニウムヒドロキシド、またはジエチルジメチルアンモニウムヒドロキシドとトリエ
チルメチルアンモニウムヒドロキシドの混合物を含む請求項１～３のいずれか1項に記載
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の方法。
【請求項５】
　非晶質シリカが（１）で使用される請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　（１）により得られる混合物が、ＳｉＯ２またはＳｉＯ２として計算されるシリカ前駆
体、少なくとも一種のテトラアルキルアンモニウム化合物、及び水を、ＳｉＯ２：テトラ
アルキルアンモニウム化合物：水のモル比で１：（０．４５～０．５５）：（０．５～２
０）で含む請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　（１）により得られる混合物が、少なくとも一種の適当な種結晶材料を含む請求項１～
６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　（１）により得られる混合物が、ＳｉＯ２及び／又はＳｉＯ２として計算されるシリカ
前駆体と種結晶材料とを、質量比で１：（０．０１～０．２）で含む請求項７に記載の方
法。
【請求項９】
　（２）の混合物を１～１８日間の範囲の期間加熱する請求項１～８のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１０】
　（２）の混合物を１３５～１４５℃の範囲の温度に加熱する請求項１～９のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１１】
　さらに、
　（４）当該分離されたケイ酸塩を洗浄し、及び／又は
　（５）当該分離され、必要に応じて洗浄されたケイ酸塩を乾燥する請求項１～１０のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　（１）の反応混合物中のＳｉＯ２及び／又はＳｉＯ２として計算されるシリカ前駆体と
同形置換に好適な少なくとも一種の元素（１）のモル比が、１：（０．０００１～０．１
）である請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　（１）において用いられる水混合物がさらに過酸化水素を含む請求項１２に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記同形置換に好適な少なくとも一種の元素がＴｉであり、少なくとも一つのＴｉの供
給源：過酸化水素のモル比が０．００５～０．０１の範囲にある請求項１２または１３に
記載の方法。
【請求項１５】
　Ｔｉの供給源が、テトラアルキルオルソチタネートまたは２つ以上のテトラアルキルオ
ルソチタネートの混合物である請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記後処理が、分離の直後に、または必要に応じて洗浄及び／又は乾燥の直後に行われ
る請求項２～１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　（６）（３）または（４）または（５）で得られるケイ酸塩を焼成する工程を更に含む
請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法により得られる同形置換されたＲＵＢ－３
６ケイ酸塩。
【請求項１９】
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　ケイ酸塩中のＳｉ原子の少なくとも一部が少なくとも一種の適当な元素で同形置換され
たＲＵＢ－３６ケイ酸塩。
【請求項２０】
　前記少なくとも一種の適当な元素が、Ａｌ、Ｂ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｓｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｚｒ
、Ｖ、Ｎｂ、およびこれらの二種以上の混合物からなる群から選ばれる請求項１８または
１９に記載のケイ酸塩。
【請求項２１】
　前記層状ケイ酸塩中のＳｉ：適当な元素、好ましくはＴｉまたはＡｌまたはＢの原子比
が、１：（０．０００１～０．１）の範囲である請求項１８～２０のいずれか一項に記載
のＲＵＢ－３６ケイ酸塩。
【請求項２２】
　少なくとも以下の反射を有するＸ線回折パターンをもつ請求項１８～２１のいずれか一
項に記載のケイ酸塩。
【表１】

　表中、１００％は、Ｘ線回折パターン中の最大のピークの強度である。
【請求項２３】
　請求項１７に記載の方法によって得られる同形置換されたＲＵＢ－３７ケイ酸塩。
【請求項２４】
　ケイ酸塩中のＳｉ原子の少なくとも一部が少なくとも一種の適当な元素で同形置換され
たＲＵＢ－３７ケイ酸塩。
【請求項２５】
　層状ケイ酸塩中のＳｉ：適当な元素の原子比が、１：（０．０００１～０．１）の範囲
である請求項２３～２４のいずれか一項に記載のＲＵＢ－３７ケイ酸塩。
【請求項２６】
　少なくとも以下の反射を有するＸ線回折パターンをもつ請求項２３～２５のいずれか一
項に記載のケイ酸塩。
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【表２】

　表中、１００％は、Ｘ線回折パターン中の最大のピークの強度である。
【請求項２７】
　ＤＩＮ６６１３５により求めたＢＥＴ表面積が、１５０～５００ｍ２／ｇの範囲にある
請求項２３～２６のいずれか一項に記載のケイ酸塩。
【請求項２８】
　成型物中に含まれる請求項１８～２７のいずれか一項に記載のケイ酸塩。
【請求項２９】
　請求項１８～２８のいずれか一項に記載のケイ酸塩の、モレキュラーシーブ、触媒、触
媒支持体またはそのバインダー、吸着剤、顔料、洗剤の添加物、建材の添加物としての、
塗装用ペーストや仕上げ剤にチキソトロピー性を与えるための外部および内部潤滑剤とし
ての、難燃剤、紙状物の助剤や充填材としての、殺菌及び／又は殺真菌及び／又は除草剤
組成物中での、イオン交換のための、セラミックスの製造のための、ポリマー中での、電
気的、光学的または電気光学的部品や開閉素子またはセンサーとしての使用方法。
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